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(54) Title: METHOD FOR GALVANISING AND FORMING A CONTACT BOSS 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM GALVAN1SIEREN UND KONTAKTVORSPRUNGSANORDNUNG 





(57) Abstract: The invention relates inter alia to a method for galvanising consisting, for example in structuring a copper layer (24) 
J"^ by means of a resist (26). A barrier layer (22) placed under said copper layer (24) is used for supplying a galvanisation current to 
^ 4 the areas without the copper layer. The inventive method makes it possible to produce high quality soldering bumps. 



(57) Zusammenfassung: Erlautert wird unter anderem ein Verfahren zum Galvanisieren, bei dem bspw. eine Kupferschicht (24) 
Q unter Verwendung eines Resists (26) strukturiert wird. Eine unter der Kupferschicht (24) liegende Barriereschicht (22) wird in Berei- 
chen ohne Kupferschicht zum Heranfiihren des Galvanisierungsstroms verwendet. Mit dem Verfahren lassen sich Lfltbumps hoher 
Qualitat herstellen. 
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Veroflentlicht: 

— mil internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen yvird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



